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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月15日(2020.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学物質を調製するための改善された触媒高速熱分解方法であって、
　ｉ）バイオマス、触媒組成物、および輸送流体を、反応条件で維持された触媒高速熱分
解プロセス流動床反応器に供給して、原料流体生成物流を製造する工程と、
　ｉｉ）工程ｉ）の前記原料流体生成物流を固体分離および除去システムに供給して、分
離された固体と流体生成物流とを生成する工程と、
　ｉｉｉ）工程ｉｉ）の前記流体生成物流を水又は炭化水素急冷を利用した急冷蒸気／液
体分離システムに供給して、水、チャー、コークス、灰、触媒微粒子、酸素化物およびＣ

９
＋芳香族化合物を含む液相流と、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、オレフィンならびに

ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、ナフトール、ベンゾフラン、エチルベンゼ
ン、スチレン、ナフタレン、メチルナフタレン及びこれらの組み合わせからなる群から選
択される芳香族を含む気相流とを生成する工程と、
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　ｉｖ）工程ｉｉｉ）の前記気相流を凝縮系に供給して、有機相流を生成する工程と、
　ｖ）工程ｉｖ）の前記有機相流を分離システムに供給して、高沸点留分と低沸点留分と
を生成する工程と、
　ｖｉ）工程ｖ）の前記低沸点留分を分離システムに供給して、８５℃以上の沸点を有す
る留分と８５℃未満の沸点を有する留分とを生成する工程と、
　ｖｉｉ）工程ｖｉ）の前記８５℃未満の沸点を有する留分の少なくとも一部を水素化条
件で水素化して水素化留分を生成する工程と、
　ｖｉｉｉ）生成物回収システムで工程ｖｉｉ）の前記水素化留分からシクロヘキサンを
含む化学物質を回収する工程と、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　工程ｉ）の前記触媒組成物が、１２より大きいシリカ／アルミナモル比および１～１２
の拘束指数を特徴とする結晶性分子篩を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程ｉ）の前記バイオマスが固体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　工程ｉ）の流動床反応条件が、３００～１０００℃の温度および０．１～１．５ＭＰａ
の圧力を含み、
　工程ｖｉｉ）の前記水素化条件は、前記８５℃未満の沸点を有する留分を４０～３５０
℃の温度および０．１～４０ＭＰａの圧力の水素含有流と接触させることを含む、請求項
1に記載の方法。
【請求項５】
　工程ｉ）の前記触媒組成物が、ＺＳＭ－５、ＺＳＭ－１１、ＺＳＭ－１２、ＺＳＭ－２
２、ＺＳＭ－２３、ＺＳＭ－３５、ＺＳＭ－４８、ＺＳＭ－５０又はそれらの組み合わせ
の構造を有する結晶性分子篩を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　工程ｖｉ）が、工程ｖ）の前記低沸点留分を分離システムに供給して、７８℃以上の沸
点を有する留分と７８℃未満の沸点を有する留分とを生成することを含み、
　工程ｖｉｉ）は、工程ｖｉ）の前記７８℃未満の沸点を有する留分の少なくとも一部を
水素化条件で水素化して水素化留分を生成することを含み、
　工程ｖｉｉｉ）は、生成物回収システムで、工程ｖｉ）の水素化留分からシクロヘキサ
ンを含む化学物質を回収することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　工程ｖ）が、工程ｉｖ）の前記有機相流を水素化条件下で水素化処理して水素化処理流
を生成し、前記水素化処理流を分離システムに供給して、水素化処理された高沸点留分と
水素化処理された低沸点留分とを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　工程ｖ）の前記水素化処理された高沸点留分が１０重量ｐｐｍ未満の硫黄を含有する、
又は工程ｖ）の前記水素化処理された低沸点留分が１０重量ｐｐｍ未満の硫黄を含有する
、又はその両方が１０重量ｐｐｍの硫黄を含有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　工程ｖ）に供給される前記有機相流が、１０重量ｐｐｍ未満の硫黄を含有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　工程ｖｉｉｉ）は、少なくとも３０体積％のトルエンと、１０体積％未満のベンゼンと
、少なくとも５体積％のキシレンと、合計５体積％未満のペンタンおよびヘキサンと、合
計１０体積％未満のトリメチルベンゼンおよびナフタレンと、少なくとも１０体積％のシ
クロヘキサンとを含むブレンドストックを回収することを含み、前記ブレンドストックは
少なくとも９５の計算されたオクタン価（（Ｒ＋Ｍ）／２）と、５ｐｓｉａ未満の計算さ
れたＲＶＰとを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　工程ｖｉｉｉ）は、少なくとも１０体積％のシクロヘキサンと、少なくとも３０体積％
のトルエンと、１０体積％未満のベンゼンと、合計５体積％未満のペンタンおよびヘキサ
ンと、合計１体積％未満のトリメチルベンゼンおよびナフタレンと、０．４重量％未満の
オレフィンと、５重量ｐｐｍ未満の硫黄と、１０重量ｐｐｍ未満の窒素と、１重量％未満
の酸素とを含む混合物を回収することを含む、請求項１に記載の方法。
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